Solution for researching

Cesto De Limpeza Para Fotomasco Personalizado Em Ptfe

Resistente A Corrosao De 6 Polegadas Com Duas Alcas
Numero do item: PL-CP0O5

introducao

’ [ Os cestos de limpeza personalizados em PTFE
‘ de 6 polegadas com duas alcas e alto
desempenho oferecem resisténcia quimica
inigualdvel para processos umidos de
semicondutores e laboratérios. Esses cestos
durdaveis garantem manuseio seguro de
Rl amostras, drenagem rapida e limpeza sem
. contaminacao em acidos e solventes

agressivos.

Saiba mais

rlEee Beneficlo Principal

Limpeza RCA de Imersdo sequencial de wafers de silicio em solugdes SC-1 e SC-2 para Resisténcia total a agentes oxidantes e acidos de alta temperatura
Semicondutores remover contaminantes organicos e metalicos. garante nenhuma degradagao do transportador.

Segurar fotomascos de 6 polegadas durante a remogao de camadas de Posicionamento seguro evita vibragdo da mascara, garantindo

Gravacao de Fotomascos cromo ou outras camadas bloqueadoras de luz usando gravantes transferéncia de padrédo de alta fidelidade e zero risco de
agressivos. arranhdes na superficie.

Texturizacao de Células Processo de criagao de micro-piramides em superficies de silicio usando  Design duravel de duas algas permite manuseio seguro em

Solares misturas de KOH ou HF/HNO3 para melhorar a absorcao de luz. ambientes industriais de alto volume e tanques profundos.
Limpeza e gravagédo de substratos de vidro ou silicio usados na A pureza do material evita a introducdo de impurezas trago que

MEMS & Microfluidica p ~ 9 .C . A P . . . « . ¢ . P . s
fabricacéo de Sistemas Micro-Eletro-Mecanicos. poderiam interferir na fungado do dispositivo em microescala.

Utensilios de Laboratério Segurar béqueres, tampas ou pequenos componentes durante limpeza Auséncia garantida de ions metalicos (livre de ions) o torna o

para Analise de Tracos especializada com vapor de acido ou imersao. padrao ouro para suporte em andlise de elementos ultra-trago.

Preparacéao de Vidro Limpeza de substratos de vidro revestidos com ITO ou FTO para O design em grade permite contato completo do fluido com a

Condutivo pesquisa de células solares OLED ou de perovskita. camada condutiva enquanto protege as bordas do substrato.

" L. o A Transportar wafers revestidos com fotoresist expostos através de Estabilidade quimica em varios reveladores organicos garante

Revelagcao Quimica Umida N N . . . « .

solugdes reveladoras em fluxos de trabalho de litografia. resultados consistentes e zero interagdo com o material.
Detalhes da Especificacdo (Modelo: PL-CP05)
Material Primario Polytetrafluoroetileno (PTFE) Virgem de Alta Pureza 100%

Compatibilidade com

Fotomascos, Wafers ou Vidro Padrdo de 6 polegadas (152,4 mm)
Substrato

~ Suporte Reforcado de Duas Alcas para levantamento vertical
Configuracao das Algas up < u casp v vertd
balanceado

Resisténcia a Temperatura -200°C a +260°C (-328°F a +500°F)

Universal (Todos os &cidos, bases, solventes organicos e solugdes
Compatibilidade Quimica ! ¢ & £
piranha)
Largura, espacamento e capacidade total personalizaveis (padrédo 10/25

Configuracao das Ranhuras
gurac ranhuras)

Base em grade usinada em CNC para drenagem rapida; pontos de

Caracteristicas Estruturais
contato com a amostra arredondados
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el Beneficio Principal

Parametro Detalhes da Especificacao (Mode! PL-CPO5)

Acabamento Superficial Superficie de PTFE usinada lisa e ndo porosa (Baixo atrito)

Personalizdvel para atender a profundidades especificas do tanque de

Altura das Algas .
limpeza

Contetdo Metalico Zero (Construgao livre de metais)
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